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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化水素化合物を含んでなる第１の流れを得、ただし該第１の流れはポリスチレンを製
造する反応区域からの反応器流出物の流れである、
　第１の流れの少なくとも一部をポリスチレンを製造する反応区域に再循環し、かつ、第
１の流れの少なくとも一部を隔壁を含んでなる隔壁蒸留塔に送り、
　隔壁蒸留塔から塔頂の流れおよび塔底の流れを除去し、そして
　隔壁蒸留塔から側面引き抜き流を除去する工程；
を含んでなる炭化水素化合物の分離法であって、
　第１の流れが、隔壁により分離された、側面引き抜き流と反対側で、隔壁蒸留塔に流入
する、
炭化水素化合物の分離法。
【請求項２】
　側面引き抜き流がスチレンを含んでなる、請求項１の方法。
【請求項３】
　側面引き抜き流がポリスチレンを製造する反応区域に再循環される、請求項２の方法。
【請求項４】
　第１の流れの０.０１～９９.９９重量パーセントがポリスチレンを製造する反応区域に
再循環される、請求項１の方法。
【請求項５】
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　塔頂の流れがエチルベンゼンを含んでなる、請求項１の方法。
【請求項６】
　第１の流れの５０～９５重量パーセントがポリスチレンを製造する反応区域に再循環さ
れる、請求項１の方法。
【請求項７】
　第１の流れの７５～９５重量パーセントがポリスチレンを製造する反応区域に再循環さ
れる、請求項６の方法。
【請求項８】
　隔壁が蒸留塔の頂上または底部にまでは延伸せず、第１の流れが側面引き抜き流が取り
去られる部分より上の位置で蒸留塔に入る、請求項１の方法。
【請求項９】
　搭頂の流れがエチルベンゼンを含み、側面引き抜き流がスチレンを含んでなる、請求項
１の方法。
【請求項１０】
　スチレンを含んでなる流れを反応区域に供給し、反応区域でポリスチレンを製造し、ポ
リスチレンを含んでなる流れを反応区域から除去し、そして反応器流出物の流れを反応区
域から除去し、
　反応器流出物の流れの少なくとも一部を反応区域に再循環し、かつ、反応器流出物の流
れの少なくとも一部を隔壁蒸留塔に送り、
　塔頂の流れおよび塔底の流れを隔壁蒸留塔から除去し、そして
　スチレンを含んでなる側面引き抜き流を隔壁蒸留塔から除去する工程、
を含んでなる、ポリスチレンの生成法。
【請求項１１】
　スチレンを含んでなる供給物の流れが反応区域に流入する前に溶媒と混合される、請求
項１０の方法。
【請求項１２】
　溶媒が１３５℃～１５０℃の範囲で沸騰するパラフィンを含んでなる、請求項１１の方
法。
【請求項１３】
　反応器の流出物が、側面引き抜き流が取り去られる場所より上の位置で隔壁蒸留塔に供
給される、請求項１０の方法。
【請求項１４】
　側面引き抜き流が反応区域に再循環される、請求項１０の方法。
【請求項１５】
　反応器流出物の流れの０.０１～９９.９９重量パーセントが反応区域に再循環される、
請求項１０の方法。
【請求項１６】
　反応器流出物の流れがスチレンおよびエチルベンゼンを含んでなる、請求項１０の方法
。
【請求項１７】
　塔頂の流れがエチルベンゼンを含んでなる、請求項１０の方法。
【請求項１８】
　反応器流出物の流れの５０～９５重量パーセントが反応区域に再循環される、請求項１
０の方法。
【請求項１９】
　反応器流出物の流れの７５～９５重量パーセントが反応区域に再循環される、請求項１
８の方法。
【請求項２０】
　隔壁が蒸留塔の頂上または底部にまでは延伸しない、請求項１０の方法。
【請求項２１】
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　反応区域に供給される流れが７５～９９.５重量パーセントのスチレン、０～２０重量
パーセントの１３５～１５０℃の範囲で沸騰するパラフィンである溶媒、および１０～５
０００ｐｐｍのエチルベンゼンを含んでなる、請求項１０の方法。
【請求項２２】
　反応区域に供給される流れが８５～９５重量パーセントのスチレン、７～１２重量パー
セントの１３５～１５０℃の範囲で沸騰するパラフィンである溶媒、および１００～１０
００ｐｐｍのエチルベンゼンを含んでなる、請求項２１の方法。
【請求項２３】
　隔壁蒸留塔が２０～１００の間の平衡段階を含んでなる、請求項１０の方法。
【請求項２４】
　隔壁蒸留塔が４０～８０の間の平衡段階を含んでなる、請求項１０の方法。
【請求項２５】
　隔壁蒸留塔がパッキングを含んでなる、請求項１０の方法。
【請求項２６】
　隔壁蒸留塔がふるいトレイを含んでなる、請求項１０の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する関係】
【０００１】
　適用できない。
【技術分野】
【０００２】
　本開示はプロセスの流れからの不純物の除去または化合物の分離を達成するための蒸留
の使用に関する。より具体的には、本開示は、アルキル化工程からの化合物（例えば、エ
チルベンゼン（ＥＢ）およびポリエチルベンゼン（ＰＥＢ））の分離、スチレンまたはポ
リスチレン生成工程からの化合物（例えばエチルベンゼン（ＥＢ）、キシレンおよびスチ
レン）の分離並びに混合されたＢＴＸの流れからのベンゼン、トルエンおよびキシレンの
分離を達成するための蒸留の使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ビニルベンゼンとしても知られるスチレンは、工業的量で生産することができる芳香族
化合物である。スチレン生産のもっとも一般的な方法は、スチレン、ＥＢおよびＰＥＢを
含む生成物の流れを形成するＥＢの脱水素化を含んでなる。ポリスチレン生成物中のＥＢ
およびＰＥＢの量を減少させることが望ましい。
【０００４】
　ポリスチレンはスチレン単量体から生成される芳香族重合体である。ポリスチレンは絶
縁体、包装材、使い捨てナイフ・ホークにおいて、そして飲用コップに対するような発泡
適用物に認められる、広く使用される重合体である。ポリスチレンの製造中に、ＥＢを含
む不純物が新鮮なスチレン供給物とともに、または再循環物の流れから流入する可能性が
ある。ＥＢはパージ流として、またはポリスチレン生成物の組成中で工程から排出するこ
とができる。ポリスチレン生成物中のＥＢ量を減少させることが望ましい可能性がある。
【０００５】
　粗スチレン生成物からの、またはポリスチレンプロセスのパージ流中のＥＢの分離は、
ＥＢとスチレンの類似した沸点により、困難な可能性がある。複数の蒸留塔の使用が、成
分の分離の典型的な方法である。
【０００６】
　ベンゼンをアルキル化してエチルベンゼンを生成する方法は、スチレンの生産に含まれ
る一般的な営業的反応である。このような反応の生成物の分離は典型的には、一連の蒸留
段階により実施される。同様に、生成物の流れ、例えばＢＴＸ、ベンゼン、トルエンおよ
びキシレンの混合物、の分離もまた、典型的には一連の蒸留段階により達成される。
【０００７】
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　複数の蒸留塔を取り入れている工程スキームの使用は高価で、非効率的である可能性が
ある。従って、より経済的に可能な方法により、減少された数の蒸留塔を使用して成分の
分離を達成することが望ましいと考えられる。
【発明の概要】
【０００８】
要約
　本明細書には、炭化水素化合物を含んでなる第１の流れを得、そして第１の流れの少な
くとも一部分を、隔壁を含んでなる隔壁蒸留塔に送る工程を含む、炭化水素化合物の分離
法が開示される。塔頂の流れおよび塔底の流れは側面引き抜き流と一緒に隔壁蒸留塔から
除去される。第１の流れは、側面引き抜き流の反対側で隔壁蒸留塔に流入し、そして第１
の流れの流入口と側面引き抜き流の流出口は隔壁により分離されている。第１の流れは、
側面引き抜き流が取り出される部分より上の位置で隔壁蒸留塔に供給されることができる
。第２の側面引き抜き流は、側面引き抜き流より低い地点で、そしてこれも第１の流れと
反対側上で隔壁蒸留塔から除去されることができる。
【０００９】
　第１の流れは第１の反応区域から生成することができる。塔頂の流れ、側面引き抜き流
または塔底の流れの少なくとも一部は第１の反応区域に対する供給物として再循環させる
ことができる。第１の流れは、そこで側面引き抜き流がポリスチレン反応区域に再循環さ
れ得るスチレンを含んでなる、ポリスチレン反応区域からの反応器流出物の流れであるこ
とができる。第１の流れの少なくとも一部はポリスチレン反応区域に再循環させることが
できる。塔頂の流れはエチルベンゼンを含んでなることができる。
【００１０】
　第１の反応区域は、スチレンを含んでなる第１の流れを生成することができ、エチルベ
ンゼンの脱水素反応区域であることができる。
【００１１】
　第１の反応区域は、エチルベンゼンを含んでなる第１の流れを形成する、ベンゼンのア
ルキル化反応区域であることができ、そこで塔頂の流れがベンゼンを含んでなり、側面引
き抜き流がエチルベンゼンを含んでなり、そして塔底の流れがポリエチルベンゼンを含ん
でなる。塔底の流れはアルキル交換反応区域に供給されることができ、そして塔底の流れ
より低いポリエチルベンゼン含量を有する第２の流れを形成することができる。第２の生
成物の流れの一部は隔壁蒸留塔に供給されることができる。
【００１２】
　第２の側面引き抜き流は、側面引き抜き流より低い地点で隔壁蒸留塔から除去されるこ
とができる。第２の側面引き抜き流はポリエチルベンゼンを含んでなり、アルキル交換反
応区域に供給されて、第２の側面引き抜き流より低いポリエチルベンゼン含量を有する第
２の流れを生成することができる。第２の生成物の流れのすべてまたは一部は隔壁蒸留塔
に供給されることができる。
【００１３】
　一つの態様において、第１の流れはベンゼン、トルエン、キシレンまたはエチルベンゼ
ンの少なくとも２種を含んでなり、そして隔壁蒸留塔は、ベンゼンを含んでなる塔頂の流
れ、トルエンを含んでなる側面引き抜き流およびキシレンを含んでなる塔底の流れを生成
することができる。ポリエチルベンゼンを含んでなる、隔壁蒸留塔からの第２の側面引き
抜き流は、側面引き抜き流より低い地点で除去されることができる。
【００１４】
　本発明の他の態様は、スチレンを含んでなる流れを、そこでポリスチレンを含んでなる
流れが除去され、反応器流出物の流れが除去される、ポリスチレン反応区域に供給する工
程によるポリスチレンの製法である。反応器流出物の流れの少なくとも一部は隔壁蒸留塔
に送られ、そこで塔頂の流れ、塔底の流れおよび側面引き抜き流が隔壁蒸留塔から除去さ
れ、側面引き抜き流はスチレンを含んでなる。供給物の流れはポリスチレン反応区域に流
入する前に溶媒と混合されたスチレンを含んでなることができ、該溶媒は１３５℃～１５
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０℃の範囲で沸騰するパラフィンを含んでなる。反応器流出物は、側面引き抜き流が取り
出される部分より上の位置で隔壁蒸留塔に供給される。側面引き抜き流はポリスチレン反
応区域に再循環されることができる。反応器流出物の流れの一部はポリスチレン反応区域
に再循環されることができる。反応器流出物の流れはスチレンおよびエチルベンゼンを含
むことができる。塔頂の流れはエチルベンゼンを含むことができる。
【００１５】
　更に他の態様は、スチレン反応区域から第１の生成物の流れを得、そして第１の生成物
の流れの少なくとも一部を隔壁蒸留塔に送る工程を含むスチレンの製法である。塔頂の流
れ、塔底の流れおよび側面引き抜き流は隔壁蒸留塔から除去される。第１の生成物の流れ
は、側面引き抜き流が取り出される部分より上の位置で隔壁蒸留塔に供給されることがで
きる。側面引き抜き流はスチレンを含むことができ、塔頂の流れはエチルベンゼンを含む
ことができる。塔頂の流れの少なくとも一部はスチレン反応区域に再循環することができ
る。
【００１６】
　更に他の態様は、アルキル化反応区域から第１の生成物の流れを得、そして第１の生成
物の流れの少なくとも一部を隔壁蒸留塔に送る工程を含むエチルベンゼンの製法である。
塔頂の流れ、塔底の流れおよび側面引き抜き流は隔壁蒸留塔から除去される。第１の生成
物の流れは、側面引き抜き流が取り出される部分より上の位置で隔壁蒸留塔に供給される
ことができる。側面引き抜き流はエチルベンゼンを含むことができ、塔頂の流れはベンゼ
ンを含むことができる。塔頂の流れの少なくとも一部はアルキル化反応区域に再循環する
ことができる。塔底の流れはポリエチルベンゼンを含むことができ、塔底の流れの少なく
とも一部はアルキル交換反応区域に供給されて、塔底の流れより減少したポリエチルベン
ゼン含量を有する第２の生成物の流れを生成することができる。第２の生成物の流れの少
なくとも一部は隔壁蒸留塔に供給されることができる。
【００１７】
　本明細書には、隔壁蒸留塔が反応器流出物からの不純物の除去およびスチレン回収のた
めに使用されるポリスチレンの製法が開示される。より具体的には、本明細書には、ポリ
スチレン反応器流出物が隔壁蒸留塔に送られ、そこで隔壁蒸留塔が軽質留分の流れ、重質
留分の流れおよびスチレンを含む再循環物の流れを生成するポリスチレンの製法が開示さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は側面引き抜きをもたない複数の蒸留塔をもつ、先行技術の蒸留分離法を示
す。
【図２】図２は側面引き抜きをもたない複数蒸留塔を使用して分離される、パージ流をも
つポリスチレン分離法を示す。
【図３】図３は側面引き抜きをもつ隔壁蒸留塔を使用して分離される、パージ流をもつポ
リスチレン分離法を示す。
【図４】図４は２つの側面引き抜き（一方の側面引き抜きは再循環物の流れである）をも
つ隔壁蒸留塔を取り入れている製法を示す。
【図５】図５は２つの側面引き抜き（一方の側面引き抜きは第２の別の反応区域をもつ再
循環物の流れである）をもつ隔壁蒸留塔を取り入れている製法を示す。
【図６】図６は塔頂および塔底の流出口の流れと一緒に２つの側面引き抜きをもつ隔壁蒸
留塔のスキーム図である。
【００１９】
詳細な説明
　本明細書には、隔壁を含んでなる隔壁蒸留塔を含む、炭化水素化合物の分離法が開示さ
れる。隔壁は蒸留塔の内部の一部を垂直に二分するが、塔の頂上または塔底の部分までは
延伸せず、従って従来の塔と同様に、塔を、還流そして再沸騰されることを可能にさせる
。隔壁は、塔の内部を分離する流体非透過性バッフルを提供する。塔への流入口は隔壁の
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隔壁は、流入口をもたない塔の側を、流入物の流速、状態または組成の変動からの最少の
影響を伴って、より安定な方法で機能させる。この増加された安定度が、塔頂の流れまた
は塔底の流れのいずれかからの異なる組成物を有する塔から、１つまたは複数の側面引き
抜き流が除去される方法で、塔がデザインされそして操作されることを可能にする。
【００２０】
　１本の塔から３本以上の生成物の流れを形成する能力は、より少数の蒸留塔および恐ら
く減少した資本経費を伴う成分の分離を可能にすることができる。隔壁蒸留塔は、単一の
蒸留塔として使用することができるか、または直列または並列のいずれかに配置された複
数の隔壁蒸留塔を使用することができる。隔壁蒸留塔はまた、１本または複数の従来の蒸
留塔と一緒に使用することができる。本発明の態様は、塔に対する最適な供給物の位置が
最適な側面引き抜きの位置の上方にある時に特に適用可能であることができる。供給物の
位置が従来の蒸留塔における側面引き抜きの位置の上方にある場合は、塔内の液体供給物
の下向の流れが側面引き抜き物の組成に著しい効果をもつであろう。供給物の流量、供給
物の流れの状態または組成の変化は、側面引き抜き物の組成を変え、そして安定な側面引
き抜き流の形成達成を非常に困難にさせるであろう。
【００２１】
　本明細書には、ポリスチレン反応器が、ポリスチレンを含んでなる一本の流れおよび反
応器流出物の第２の流れを形成し、反応器流出物が隔壁蒸留塔に送られ、隔壁蒸留塔が軽
質留分、重質留分およびスチレン再循環物の流れを形成することができる、ポリスチレン
の製法が開示される。
【００２２】
　ポリスチレン反応器へのスチレン供給物はエチル－ベンゼンを含む汚染物を含む可能性
がある。他の芳香族化合物のみならずまた、エチル－ベンゼンは典型的には、反応に対す
る希釈剤を形成するために工程中で形成を許される。希釈剤は、反応の熱を吸収し、そし
てそれにより重合反応速度を制御し、そして暴走反応を防止するために使用することがで
きる。他の芳香族の不純物はオルソ－キシレン、メタ－キシレン、クメン、ｎ－プロピル
ベンゼンおよびＭＰＥＴおよび本明細書で他の芳香族不純物と呼ばれる群を含むことがで
きる。
【００２３】
　ポリスチレン生成物中のエチル－ベンゼン含量を減少することは有益であることができ
る。ポリスチレンペレット内に含有されるエチル－ベンゼンの量は反応器中のエチル－ベ
ンゼンの量に比例し、反応器内に残留するエチル－ベンゼン１，０００ポンド当り約１ポ
ンドのエチル－ベンゼンがペレット内に残留する。
【００２４】
　スチレン供給物はまた、溶媒、例えばＩｓａｎｅ　１３０を含むことができる。説明的
例において、スチレン供給物は７５～９９．５重量パーセントのスチレン、０～２０重量
パーセントのＩｓａｎｅ　１３０および１０ｐｐｍ～５０００ｐｐｍのエチル－ベンゼン
を含んでなることができる。更なる例として、スチレン供給物は８５～９５重量パーセン
トのスチレン、７～１２重量パーセントのＩｓａｎｅ　１３０および１００ｐｐｍ～１０
００ｐｐｍのエチル－ベンゼンを含んでなることができる。
【００２５】
　溶媒のＩｓａｎｅ　１３０はＴＯＴＡＬ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ　ＵＳＡ，Ｉ
ｎｃ．により販売される溶媒の商品名である。該溶媒は摂氏約１３５～約１５０度の間の
沸点範囲をもつパラフィンからなる。ＡＳＴＭ　Ｄ８６により決定されるＩｓａｎｅ　１
３０の組成は以下の表１に示される。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　Ｉｓａｎｅ　１３０は、大半の溶媒がスチレンとエチル－ベンゼン間で沸騰し、従って
スチレンとエチル－ベンゼン間で相対的揮発性を増加するために、ポリスチレン工程のた
めの優れた溶媒であることができる。従って、スチレン供給組成物中へのＩｓａｎｅ　１
３０溶媒の添加はスチレンとエチル－ベンゼンの分離の作業を容易にさせることができる
。
【００２８】
　ポリスチレン反応区域はポリスチレンおよび流出物の流れを形成する。流出物の流れの
一部は、工程中のスチレン以外の芳香族化合物の組成を維持するためにパージの流れとし
て取り入れることができる。流出物の流れはポリスチレン反応区域の流入口に再循環され
、そして／または新鮮なスチレン供給物とともに反応器に添加することができる。
【００２９】
　本発明の一つの態様に従うと、反応器の流出物の少なくとも一部は不純物の除去のため
に蒸留塔に送ることができる。本発明の一つの態様に従うと、０．０１～９９．９９重量
パーセントがポリスチレン反応区域に再循環され、他方、残りの部分が蒸留塔に送られる
。本発明の他の態様に従うと、５０～９５重量パーセントの流出物が再循環され、他方、
残りの部分が蒸留塔に送られる。更に他の態様に従うと、７５～９５重量パーセントがポ
リスチレン反応区域に再循環され、他方、残りの部分が蒸留塔に送られる。
【００３０】
　本発明の他の態様に従うと、すべての反応器の流出物が蒸留塔に送られる。
【００３１】
　本発明に従うと、蒸留塔は内部隔壁を含んでなり、そして隔壁蒸留塔と呼ぶことができ
る。この態様においては、供給物トレイと側面引き抜きトレイは隔壁の反対側上にある。
この隔壁塔の配列において、隔壁は流入する供給物が側面引き抜き流の組成に影響を与え
ることを妨げるためのバリヤーとして働く。この配列は供給物トレイが側面引き抜きトレ
イの上方の位置にあることを可能にする。従って、この隔壁塔の配列は、側面引き抜きを
、供給物の流れが流入する同一の塔から取り出されることを可能にする。
【００３２】
　本発明の一つの態様に従うと、隔壁回収塔は２０～１００の間の平衡段階またはトレイ
を含んでなる。他の態様に従うと、隔壁回収塔は３０～９０個の間のトレイを含んでなる
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。更に他の態様に従うと、隔壁回収塔は４０～８０個の間のトレイを含んでなる。塔はあ
らゆる適当なタイプのパッキングまたはトレイ、例えば、ふるいもしくはバブルトレイの
限定されない例、を含むことができる。
【００３３】
　該態様に従うと、供給物トレイは側面引き抜きトレイと、隔壁の反対側に配置される。
一つの態様に従うと、供給物トレイは側面引き抜きトレイの場所にまたはその上方に配置
される。他の態様に従うと、供給物トレイは側面引き抜きトレイより下方に配置される。
【００３４】
　本明細書に開示される本発明は、エチル－ベンゼンをスチレンから分離するために使用
することができる。このスチレン分離法の態様に従うと、スチレンとエチル－ベンゼンの
混合物が隔壁蒸留塔に供給される。隔壁蒸留塔はスチレンとエチル－ベンゼンの混合物を
４本までの別々の流れに分離する。これらの４本の別々の流れは、エチル－ベンゼンを含
んでなる塔頂生成物、スチレン生成物を含んでなる側面引き抜き生成物、ポリエチルベン
ゼンを含んでなる下方の側面引き抜き流および塔底の残留物の流れ、を含んでなる。
【００３５】
　該態様に従うと、隔壁蒸留塔に供給されるスチレンとエチル－ベンゼンの混合物はスチ
レン生成法の生成物の流れから得られる。一つの態様において、スチレンの反応器生成物
はスチレンの回収のために隔壁蒸留塔に直接送られる。
【００３６】
　本明細書に開示される本発明は、芳香族化合物、例えばベンゼン、トルエン、キシレン
およびエチルベンゼンの混合物、を分離するために使用することができる。この芳香族分
離法の態様に従うと、芳香族の混合物は隔壁蒸留塔に供給される。隔壁蒸留塔はそれらの
成分を４本までの別々の流れに分離する。これらの４本の別々の流れは、ベンゼンを含ん
でなる塔頂の生成物、トルエンを含んでなる側面引き抜き生成物並びにキシレンおよびエ
チルベンゼンの塔底の流れを含んでなることができる。代わりの芳香族分離法はＢＴＸ（
ベンゼン－トルエン－キシレン）の流れの、ベンゼンを含んでなる塔頂の生成物、トルエ
ンを含んでなる側面引き抜き生成物およびキシレンの塔底の流れへの分離であることがで
きる。
【００３７】
　本明細書に開示される本発明はアルキル化反応、例えばベンゼンのエチルベンゼンへの
アルキル化、からの生成物を分離するために使用することができる。生成物はベンゼン、
エチルベンゼンおよびポリエチルベンゼンを含むことができる。隔壁蒸留塔は成分を４本
までの別々の流れに分離する。これらの４本の別々の流れは、ベンゼンを含んでなる塔頂
の生成物、エチルベンゼンを含んでなる上方の側面引き抜き生成物、ポリエチルベンゼン
を含んでなる下方の側面引き抜き生成物および、より重質の成分、例えばテトラエチルベ
ンゼンの塔底の流れを含んでなることができる。
【００３８】
図面の詳細な説明
　図１は、先行技術に従う、成分の分離のための２本の蒸留塔を使用する分離法を表す。
第１の蒸留塔（１３０）は流入口の流れ（１１１）を塔頂の流れ（１３１）およびスチレ
ンを含んでなるであろう塔底の流れ（１３４）に分離する。塔頂の流れ（１３１）はコン
デンサー（１３２）中で濃厚化されて、流れ（１３３）をもたらす。濃厚化された流れ（
１３３）の一部は第１の蒸留塔（１３０）に還流されることができる。塔底の流れ（１３
４）の一部は再沸騰装置（１３５）を経て塔に送り返され、他方、残りの塔底の流れはラ
イン（１３６）中に引き取られる。
【００３９】
　塔底の流れ（１３６）は、第２の蒸留塔（１４０）に送られ、それが塔頂の流れ（１４
１）および塔底の流れ（１４４）を形成する。塔頂の流れ（１４１）は濃縮装置（１４２
）中で濃厚化されて、流れ（１４３）をもたらし、その一部は第２の蒸留塔（１４０）に
還流されることができる。塔底の流れ（１４４）の一部は再沸騰装置（１４５）を経て塔
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に送り返され、他方、残りの塔底の流れはライン（１４６）中に引かれる。
【００４０】
　図２は、先行技術に従う、反応流出物の流れの処理のために２本の蒸留塔を使用するポ
リスチレン工程を表す。スチレン供給物（１０２）はスチレン再循環物の流れ（１１８）
と混合され、混合ポリスチレン反応器供給物（１０４）をもたらす。
【００４１】
　ポリスチレン反応器（１０７）はポリスチレン生成物（１０６）および流出物の流れ（
１０９）を形成する。
【００４２】
　流出物の流れ（１０９）の一部は流れ（１１０）中にパージされるか、または混合ポリ
スチレン反応器供給物（１０４）に再循環して戻すことができる。パージまたは再循環さ
れない残りの流出物の流れ（１１１）は第１の蒸留塔（１３０）に送られる。第１の蒸留
塔（１３０）は流出物の流れ（１１１）を塔頂の流れ（１３１）および、スチレンを含ん
でなるであろう塔底の流れ（１３４）に分離する。塔頂の流れ（１３１）は濃縮装置（１
３２）中で濃厚化され、流れ（１３３）をもたらす。塔底の流れ（１３４）の一部は再沸
騰装置（１３５）を経て塔に送り返され、他方、残りの塔底の流れはライン（１３６）中
に引かれる。
【００４３】
　塔底の流れ（１３６）は第２の蒸留塔（１４０）に送られ、それが、スチレンを含んで
なる塔頂の流れ（１４１）および塔底の流れ（１４４）を形成する。塔頂の流れ（１４１
）は濃縮装置（１４２）中で濃厚化されて、再循環物の流れ（１４３）をもたらす。塔底
の流れ（１４４）の一部は再沸騰装置（１４５）を経て塔中に送り返され、他方、残りの
塔底の流れはライン（１４６）中に引かれる。
【００４４】
　スチレンを含んでなる再循環物の流れ（１４３）は熱交換器（１１７）に送られて、液
体スチレンの流れ（１１８）を得ることができ、次にスチレン供給物（１０２）と混合さ
れる。
【００４５】
　図３は１本の隔壁回収塔がポリスチレン工程に適用される本発明の一つの態様を表す。
スチレン供給物（１０２）がＩｓａｎｅ溶媒（１０３）、流出再循環物の流れ（１１０）
およびスチレン再循環物の流れ（１１８）と混合されて、混合ポリスチレン反応器供給物
（１０４）をもたらす。
【００４６】
　ポリスチレン反応器（１０７）はポリスチレン生成物（１０６）および流出物の流れ（
１０９）を形成する。
【００４７】
　次に、反応器流出物の流れ（１０９）の一部は場合により、パージまたは再循環物の流
れ（１１０）に送られる。パージまたは再循環されない残りの流出物の流れ（１１１）は
隔壁蒸留塔（１１２）に送られる。隔壁蒸留塔（１１２）は流出物の流れ（１１１）を塔
頂の流れ（１１３）、スチレン再循環物の流れ（１１６）および塔底の流れ（１１９）に
分離する。塔頂の流れ（１１３）は濃縮装置（１１４）中で濃厚化されて、流れ（１１５
）をもたらす。スチレンを含んでなる再循環物の流れ（１１６）は熱交換器（１１７）に
送られて、液体スチレンの流れ（１１８）を得ることができ、次にそれがスチレン供給物
（１０２）およびＩｓａｎｅ溶媒（１０３）と混合される。塔底の流れ（１１９）の一部
は再沸騰装置（１２０）を経て塔中に送り返され、他方、残りの塔底の流れはライン（１
２１）中に引かれる。
【００４８】
　図４は、隔壁蒸留塔が２本の側面引き抜き流を形成するために使用される本発明の一つ
の態様を表す。供給物（２０２）は再循環物の流れ（２１８）と混合されて、混合反応器
供給物（２０４）をもたらし、それが反応器（２０８）に供給される。反応器（２０８）
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は生成物の流れ（２０９）を形成する。
【００４９】
　次に生成物の流れ（２０９）は隔壁蒸留塔（２１２）に送られ、それが生成物の流れ（
２０９）を塔頂の流れ（２１３）、上方の側面引き抜き流（２２２）、下方の側面引き抜
き再循環流（２１６）および塔底の残留物の流れ（２１９）に分離する。塔頂の流れ（２
１３）は濃縮装置（２１４）中で濃厚化されて、流れ（２１５）をもたらす。再循環物の
流れ（２１６）は熱交換器（２１７）に送られて再循環物の流れ（２１８）を得ることが
でき、次にそれは供給物（２０２）と混合される。塔底の残留物の流れ（２１９）の一部
は再沸騰装置（２２０）を経て塔に送り返され、他方、残りの塔底の残留物はライン（２
２１）中に引かれる。場合により、いずれかの流れ（２１５、２２２、２１６または２２
１）を、分離される特定の成分および生成される特定の生成物に応じて、再循環物の流れ
として使用することができる。
【００５０】
　図５は、隔壁蒸留塔が２本の側面引き抜き流を形成するために使用される、エチルベン
ゼンを生成するためのアルキル化反応の本発明の態様を表す。ベンゼンおよびエチレンを
含んでなる供給物（３０２）がアルキル化反応器（３０８）に供給される。反応器（３０
８）はベンゼン、エチルベンゼンおよびポリエチルベンゼンを含んでなる生成物の流れ（
３０９）を形成する。
【００５１】
　次に生成物の流れ（３０９）は隔壁蒸留塔（３１２）に送られ、それが生成物の流れ（
３０９）を、塔頂の流れ（３１３）、エチルベンゼン生成物を含んでなる上方の側面引き
抜き流（３２２）、ポリエチルベンゼンを含んでなる下方の側面引き抜き再循環物の流れ
（３１６）および塔底残留物の流れ（３１９）に分離する。塔頂の流れ（３１３）は濃縮
装置（３１４）中で濃厚化されて、ベンゼンおよびより軽質成分を含む流れ（３１５）を
もたらす。流れ（３１５）は供給物の流れ（３０２）に再循環して戻すことができる（図
示されていない）。ポリエチルベンゼンを含んでなる下方の側面引き抜き流（３１６）は
アルキル交換反応器（３３０）に送られて、下方の側面引き抜き流（３１６）より低いポ
リエチルベンゼン含量を有する再循環物の流れ（３３２）を得る再循環物の流れであるこ
とができ、それは次に生成物の流れ（３０９）と混合されて、隔壁蒸留塔（３１２）に送
られる。塔底残留物の流れ（３１９）の一部は再沸騰装置（３２０）を経て塔に送り返さ
れ、他方、テトラエチルベンゼンのような、より重質成分を含む残りの塔底の残留物はラ
イン（３２１）中に引かれる。
【００５２】
　図６は、混合された流れ（４０２）を塔頂の流れ（４１３）、上方の側面引き抜き流（
４２２）、下方の側面引き抜き流（４１６）および塔底の流れ（４１９）に分離する隔壁
蒸留塔（４１２）を表す。混合された流れ（４０２）は側面引き抜き流（４２２）（４１
６）から、垂直に配置された隔壁の相反する側の隔壁蒸留塔（４１２）に供給される。塔
頂の流れ（４１３）は濃縮装置（４１４）中で濃厚化されて、流れ（４１５）をもたらし
、その一部は典型的には、隔壁蒸留塔（４１２）に対する還流物の流れとして使用される
であろう。塔底残留物の流れ（４１９）の一部は再沸騰装置（４２０）を経て塔に送り返
され、他方、残りの塔底残留物の流れはライン（４２１）中に引かれる。
【００５３】
　請求項のあらゆる要素に関する用語「場合により」の使用は、主題要素が必要であるか
、あるいはまた必要でないことを意味することが意図される。両方の場合が請求項の範囲
内にあることが意図される。含んでなる（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）、含む（ｉｎｃｌｕｄｅ
ｓ）、有する（ｈａｖｉｎｇ）、等のようなより広義の用語の使用は、よりなる（ｃｏｎ
ｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）、本質的によりなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａ
ｌｌｙ　ｏｆ）、実質的にそれからなる（ｃｏｍｐｒｉｓｅｄ　ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ
ｌｙ　ｏｆ）、等のような、より狭義の用語に対する土台（ｓｕｐｐｏｒｔ）を提供する
ものと理解しなければならない。
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【００５４】
　本明細書で使用される「平行な」または「平行な配列」は、構成部品が直列に配列され
ておらず、そして各構成部品が流れの一部を別々に処理することを意味すると定義される
。従って、構成部品は相互に対して真の物理的な平行状態に配列されるとは限らない。
【００５５】
　本明細書における、すべての「発明」に対する言及は、文脈に応じて、場合により、あ
る特定の態様のみを表すことができる。他の場合には、それは１件または複数の、しかし
必ずしもすべてではない請求項中に引用された主題事項を表すことができる。以上は、本
特許中の情報が利用可能な情報および技術と組合わされる時に、本発明を当業者に製造し
、使用させることができるように含まれている本発明の態様、バージョンおよび実施例に
関するが、本発明はこれらの特定の態様、バージョンおよび実施例にのみ限定はされない
。本発明の他の、そして更なる態様、バージョンおよび実施例は、その基礎的範囲から逸
脱せずに考案されることができ、そしてそれらの範囲は以下の請求項によって決定される
。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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